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SurfaShield® G od NanoPhos

Innowacyjna samoczyszczgca, antyrefleksyjna i zapobiegajgca zabrudzeniom
powtoka, ktdra zwieksza roczng produkcje energii do 9%



Jak to dziata

surfaShield® G to innowacyjna, samooczszczaca

powtoka oparta na prawnie zastrzezonej

nanostrukturalnej technologii fotokatalitycznej

dwutlenku tytanu (TiO2) dla istniejgcych

instalacji fotowoltaicznych. Dziata poprzez

zmniejszenie ilosci swiatta stonecznego

odbijanego od paneli stonecznych, pochtaniajac

wiecej rozproszonego sSwiatta

i zapobiegajac

gromadzeniu sie kurzu, sadzy lub brudu.

Superhydrofilowy charakter SurfaShield G

zapewnia fatwe czyszczenie i minimalizuje

koszty konserwacji.
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Patentowa
na Swiecie

Aplikacja

SurfaShield® G

nakfada sie na szklang

powierzchnig ochronna.

Ogniwa stoneczne

Przewodzaca

metalowa podstawa

Aplikacja odbywa sie poprzez natrysk (drobna

mgietka). tatwo jest stosowal aplikacje zaréowno

w produkgji systemoéw fotowoltaicznych, jak i na

juz zainstalowanych systemach fotowoltaicznych

za pomoca przenosnych pistoletdow natryskowych,

a nawet drondéw.

Zuzycie: 35 m2/L
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Do 9%

Zwiekszenie
Uzyskiwanej
Energii

Generowane jest wiecej energii.
Zmniejszone zuzycie wody (konserwacja).

Inwestycje w odnawialne Zrodta energii staja sie bardziej
atrakcyjne.
170m2 powierzchni pokrytej SurfaShield® G eliminuje

zanieczyszczenia z powietrza ~ 1 doroste drzewo.

Przyjazny dla Srodowiska — Produkt biodegradowalny.

Czy wiesz, ze SurfaShield® G oczyszcza powietrze ?
6500m2 modutéw poddanych obrébce SurfaShield® G
lub TMW to taka sama zdolnos¢ do eliminacji
zanieczyszczeh z powietrza jak 41 duzych drzew. Idealny

do instalacji przy obiektach przemystowych.

Analiza ekonomiczna technologii

Elektrownia stoneczna 1MW w Hiszpanii:

Y'Y Yawv vV WV

Nominalna roczna produkcja energii: 1 502,334 MWh
Oczekiwany wzrost produkgji energii: +6% (+4% gwarantowane)
Oczekiwany dodatkowy dochéd: 20 000 - 30 000 € rocznie
SurfaShield G zuzycie materiatu: 180 |

Okres zwrotu inwestycji: mniej niz 12 miesiecy

Oczekiwany czas trwania inwestycji: >120 miesiecy

SurfaShield® G

Inni

Potyczone nanoczagstki TiO2 — SiO2.

SiO2 lub modyfikowana warstwa SiOz2 (silikon).

Sktad Nanoczasteczki TiO2 powoduja samooczyszczanie. w pajlepszym Yvypadku SiO2 zapewnia hydrofobowoéc’,
SiO2 poprawia przyczepnos¢ do powierzchni. co jest fatszywie uznawane za samooczyszczajace (w
rzeczywistosci jest tylko tatwe do czyszczenia).
2,5-3% wzrostu. Do 2,5% wzrostu.
Przejzystosc¢ Nanoczasteczki zmniejszaja chropowatoéé Warstwy krzemionki wygtadzajg sie, ale nadal nie
powierzchni, ktéra powoduje wtérne odbicie $wiatta. niwelujg chropowatosci powierzchni.
Bezposrednia. Ppsrefinla: | 1 e i
Antystaycznosé TiO2 jest przewodnikiem éwiatfa i jako jedyny SiO2 jest izolatorem i nie wykazuje wiasciwosci

jest antystatyczny.

antystatycznych. Wtasciwosci przeciwpytowe
wynikajg tylko z wygtadzenia powierzchni.

Rozproszenie
Swiatta

Zwigkszenie mocy wyjsciowe;j.

Znaczny dodatkowy wzrost mocy wyjsciowe] dzieki
wysokiemu wspotczynnikowi zatamania swiatta TiO2.
Fotony padajace pod duzymi katami sg kierowane na
panel fotowoltaiczny zamiast odbijac sie.

Bez efektu.
SiO2 nie zmienia wiasciwosci w Swietle
rozproszonym.

Zastosowanie

tatwy w istniejacych instalacjach.
HPLV lub natryskiwanie powietrzem.

Aplikacja srednia do trudne;j.
W niektorych przypadkach aplikacja jest potgczona
ze specjalnym sprzetem lub w siedzibie producenta.

Zwiekszenie
uzyskiwanej energii

Do 9%.
Gwarantowane 4,5% w kazdych warunkach
Srodowiskowych.

Do 4,7%.

Uwazaj na twierdzenia dotyczace wzrostu wydajnosci :
Srednia wydajnoé¢ paneli wynosi 18%, dlatego 10%
wzrost skutkuje tylko 1,8% wzrostem mocy wyjsciowe;.

Wiadci . Super hydrofilowy. Superhydrofobowy.

as.uwo;q Krople wody nie stojg na modyfikowanej powierzchni Kropelki wody wykazujg efekt lotosu tylko w przypadku
powierzchnt SurfaShield® G. modyfikowanych preparatéow powtok krzemionkowych.
Nakfad pracy Srednio 55%.

przy czysczeniu

Zmniejszony o 65%.

Dochodzi miedzy 30-80%.

Srodki czyszczace

Spryskiwanie wodg lub woda.

Woda i detergenty.

po aplikacji Nie ma potrzeby stosowania wody dejonizowane;j. Woda dejonizowana nadal potrzebna, aby zapobiec
plamom wody.
Trwatoé¢  Minimum 10 lat. Srednio 2 lata.
) L Brak danych.
Referencje  Zastosowano na wigcej niz 1 GWp. Obliczane tylko dla niewielkich testow terenowych.

Wszystkie dane z lipca 2019 r.
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% Wiasciwosci SurfaShield® G

Przejrzystosc szkta

Widmo transmitancji nieoczyszczonej

oraz modyfikowane szkto SurfaShield® G.

Wykres (widmo transmitancji) przedstawia wzrost
przezroczystosci szkta poddanego obrobce SurfaShield® G
(SSG) w interesujacym zakresie dtugosci fal o ~3%.

PRZEJZYSTOSC SZKLA

O I I
3 / PO APLIKACIJI SSG PANEL BEZ APLIKACJI
O Wazrost

SUPER HYDROFILOWOSC
Powierzchnie z powtoka SurfaShield® G staja sie superhydrofilowe

100 +

98 -

EATWOSC CZYSCZENIA

65 % Redukcja

ANTYREFLEKSYJNOSC

96 -+

94 A

92 +

Stezenie zanieczyszczen

90

88 o

86

Powierzchnie z powtoka SurfaShield® G wykazujg whasciwosci 1) u i Wi 1) fmin)

antyrefleksyjne. Wokorzystywane sa fotony bardziej rozproszone lub

padajace pod duzym katem Degradacja zanieczyszczer'\

WZROST ENERGII

SurfaShield® G rozktada zanieczyszczenia gazowe i organiczne.
Rozkfad zanieczyszczen (oranz metylowy) w funkcji czasu.

DEGRADACJA ZANIECZYSZCZEN

SurfaShield® G rozktada zanieczyszczenia gazowe i organiczne

Gtowne korzysci

P Wieksza wydajnosé energii Rozktada zanieczyszczenia gazowe &
\\o e Wzrost wydajnosci zanieczysczenia organiczne
e Zapobiega gromadzeniu si e Zwieksza przejrzystosc¢ szkta e
apobiega gre @ ¢ (5Za przejrzys i Wazrost energii
piasku i kurzu; Antystatyczny e Zwieksza produkcje energii
Woda nie moze tworzy¢ kropelek po'd.czas‘ p().chmu!’nej p990dy Panele poddane obrdbce SurfaShield® G wytwarzajg 5-8% wiecej energii niz panele
rozpraszajacych swiatto; Wihasciwosci Minimalizuje wysitek zwigzany z niepoddane obrébce. Ponizsze wykresy ilustrujg poréwnanie catkowitej energii wytworzonej przez
a superhydrofilowe i przeciwmgielne czyszczeniem; Samoczyszczacy panel fotowoltaiczny poddany obrdbce SurfaShield G w poréwnaniu z niepowlekanym panelem

Antyrefleksyjnosc¢ ® Zawsze aktywny — fotokatalizator, fotowoltaicznym w okresie 6 miesiecy.
ktory sie nie zuzywa Dane oceny monitorowania wydajnosci dostepne na:
Uniwersytet w Gandawie, Wydziat Inzynierii i Architektury
. Arabatzis et.al, Solar Energy, 159 (2018) 251
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Technologiczny Lavrio, 1 km. Lavrio Ateny Ave.

Lavrio 19500, Grecja

PO Box 519, Park Naukowo-
T:+30 22920 69312

F: +30 22920 69303
E: info@NanoPhos.com
www.NanoPhos.com/eng
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